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В работе приведены результаты экспериментальных исследований воздействия ВЧ плазмы пониженного давления на капиллярно-пористые материалы (КПМ). Изучались органические КПМ (натуральный мех, кожа пористостью 40 – 60%, диаметр пор 0,03― 20 мкм) и неорганические (силикагель в виде порошка диаметром частиц менее 100 мкм, размер пор 20 – 40 нм).

Обработка проводилась на ВЧ плазменной установке с частотой генерации 1,76 и 13,56 МГц, при давлении газов от 13,3 до 133 Па, расходе газа от 0 до 0,1 г·с-1, мощности разряда 0,7 – 3,2 кВт. В качестве плазмообразующего газа использовались аргон, кислород, азот и их смеси. Использованы разряды индукционного и емкостного типа. 

Известно, что образцы в ВЧ плазме пониженного давления подвергаются воздействию потока ионов с энергией 30– 100 эВ и плотность ионного тока на поверхность 0,5 – 25 Ам-2 [1]. Экспериментальные исследования показали, что обработка кожи и меха в ВЧ разряде пониженного давления приводит к изменению структуры в объеме материала, изменению их физических и физико-химических характеристик. ВЧ плазменная обработка силикагеля приводит к его осушке и активации. Сорбционная емкость силикагеля увеличивается на 14 – 20% по сравнению c термической осушкой, что говорит об объемной обработке материала.

Предложена физическая модель объемной обработки КПМ. В результате возникновения слоя положительного заряда у поверхности образца, внутри него создается переменное электрическое поле напряженностью ~ 104 – 105 В·м-1, что достаточно для пробоя капиллярно-пористого объема. Рекомбинация возникающих при этом электронов и ионов приводит изменению свойств внутренней поверхности капилляров и пор.
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